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Tami keksintd kohdistuu menetelmddn hitsata termisesti io-
nisoidussa kaasussa, missi plasmakaarta ylla pidetddn kaasuvir-
rassa kulumattoman plasmaelektrodin ja toisen elektrodin vilissad
ja plasmakaaren kehittimd kaasuplasma ohjataan suuttimen 1dpi,
jolloin kulutettavaa elektrodia sydtetddn jatkuvasti kaasuplas-
maan ja suuttimen 1l4pi tyskappaleen suunnassa Ja jolloin MIG-
valokaarta ylld pidetddn kulutettavan elektrodin ja rytkappaleen
vilissd.

Tamin tyyppinen menetelmd, mikd tunnetaan plasma—MIG hit-
sausmenetelmdnad, tunnetaan Jjo aikaisemmin ison Britannian patent-
tijulkaisusta 1 338 866 (PHN 5438). Tamdn tunnetun menetelmdn mu-
kaisesti sydtetddn hitsausvirta kytkentdputken kautta kulutetta-
vaan elektrodiin suuttimesta lukien yldvirtaan pdin, kulutettavan
elektrodin sen 0OSan, mikd& on plasmaelektrodin tasolla sitten ol-
lessa virtaa kuljettavana niin, etta esiintyy sihkémagneettista

vuorovaikutusta kaasuplasman ja virtaa kuljettavan, kulutettavan
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elektrodin vdlillsd. T&mg Vuorovaikutusg Saattaa aikaansaada epd-
stabiilisuutta Plasmavalokaareen. Td114 epéstabiilisuudella saat-

niin pPitkdlle, etty ndmd osat tuhoutuvat niin ettd yleensy esiintyy
sitten vuotoa.

Sen alueen ulkopuolella ja yleensi yldvirtaan pdin plasman elektrodin
pddstd. T4118in esiintyy ongelma siind, etti kulutettavissa olevan
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elektroodin jatke, toisin sanoen virtaa kuljettava osuus siitd kytken-
t4putkep J2 Sen vapaan pddn vd1il114 on suhteellisen suuri, miki on
tietyissd tapauksissa haitallinen ilmis.

sovellutuksien toimialuetta.
Tdm&n keksinn&én tarkoitus toteutetaan tdmén keksinn®n mukai-

sesti siten, ettd virta MIG-valokaarta varten syStetddn kulutetta-
vaan elektrodiin kytkentdkohdassa, joka sijaitsee kaasuplasman sisissy.

On yll&ttden havaittu, etti se tosiasia, ettd virta syStetddn
kulutettavissa olevaan elektrodiin kaasuplasman alueella,itsess&4n
ei omaa haitallista vaikutusta hitsausmenetelm&in. Pdinvastoin ovat
positiivisen samoin kuin my8s negatiivisen napaisuuden tapauksessa
Plasman elektrodin ja kulutettavan elektrodin kesken saavutetut
edut ilmeisi4. Kun toteutetaan tdmin keksinndn mukainen sydttd ei
kulutettavissa olevan elektrodin osan plasman elektrodin tasolla
ole virtaa kuljettava, joten plasman valokaaren epdstabiilisuus
magneettisen vuorovaikutuksen vaikutuksesta kaasuplasman ja kulu-
tettavissa olevan elektrodin v&1ill4 saadaan estettyd. T&mdn seurauk-
Sena plasmaelektrodi, kuten mySs ohjain kulutettavaa elektrodia var-
ten voidaan jarjéstéé ldhemm4s suutinta ja jatkeosa, toisin sanoen
virtaa kuljettava osa kulutettavasta elektrodista,saadaan pienenty-
mddn pituudeltaan.

Vield erds etu on hyvin ilmeinen hitsauksen tapauksessa nega-
tiivisella napaisuudella plasman elektrodin ja kulutettavana olevan
elektrodin v&1illg. Mikdli silloin tapahtuisikin purkaus plasman
elektrodin ja kulutettavan elektrodin vdlilld, tami purkaus ei pyri
siirtymddn y1l8spdin. Pdinvastoin tdméd purkaus siirtyy pikemminkin
tySkappaleen suuntaan. Osittainen tai tdydellinen purkaus plasman
elektrodin ja kulutettavan elektrodin vi1i114 esiintyy t4118in tdysin

pitdd. Ndin saattaa tapahtua esim. ,mikg1i tyéskentelyetéisyys hitsaus-
soihdun ja tySkappaleen vilillg kasvaa tiettyjen rajojen yli. Kun
normaali tyéskentelyetéisyys jdlleen palautetaan,syttyy plasman valo-
kaari spontaanisesti tySkappaletta kohden uudestaan. Timi on huo-
mattava etu, joka on oleellisesti merkityksellinen mik&1li hitsaus-
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poltinta pidetddn kisin. Tamd on mahdollista, koska plasman valo-
kaaren anodin muodostuminen kulutettavaan elektrodiin tai tyo-
kappaleeseen tapahtuu hyvin tasaisesti, kun k4ytetddn tédmdn kek-
<inndn mukaista menetelmdd, jolloin saadaan tdysi etu téstd omi-
naisuudesta, koska purkaus plasman elektrodin ja kulutettavan elek-
trodin v41il114 on tdlldin stabiili. Huomattava etu muodostuu sii-
t4 tosiasiasta, ettd plasman valokaarta ei hitsaamisen aikana
tietyn tyyppinen h&irid voi sammuttaa, kuten saattaa satunnaises-
ti esiintyd kdytettdessd aikaisemmin tunnettua menetelmdd. Edel-
leen on havaittu, ettd kun kiytetddn hyvdksi tdmdn keksinndn mu-
kaista menetelmdd, el ole endd vilttamidtontd sddtdd kulutettavis-
sa olevaa elektrodin ja plasmaelektrodin jénnitettd tismdllisesti
toisiinsa verrattuna, jotta estettdisiin hdirisitd tai ettd saa-
vutettaisiin tyydyttdvd hitsausprosessi. Se alue, milld aineksen
tyydyttdvd siirtyminen tapahtuu, on paljon suurempi. Tdmd johtuu
todennikdisesti kulutettavan elektrodin lyhyemmdstd ulottuvuus-
pituudesta, niin ettd j4nnitteen gradientti kulutettavan elek-
trodin yli esiintyy vain pienemmdssd mddrin.

Positiivisen napaisuuden tapauksessa plasman elektrodin ja
kulutettavan elektrodin v3lilld kulutettavan elektrodin lyhyt
ulottuma saattaa olla tdrkedtd, koska timi mm. mahdollistaa tyd-
kappaleen tydntymisen pitemmdlle kuin suuren ulottuman tapauksessa
kulutettavissa olevassa elektrodissa. MIG-valokaaren vaihtuminen,
mikd esiintyy, kun tunnettua menetelmidd kdytetddn, tapahtuu tdl-
18in suuremmalla virran intensiteetin siirtymdarvolla hitsausvir-
rassa, mikd tdten mahdollistaa suurempien hitsausvirtojen kdytodn
tamin siirtymdvirran intensiteetin arvon alapuolella samaa siir-
rettyd elektrodiaineksen mddrdd kohden seurauksena pienentyneestda
vastuskuumennuksesta kulutettavassa elektrodissa ja pienentyneestd
kuumennuksesta kaasuplasmassa. Tillainen plasman valokaaren sta-
bilisointi, mikd toteutetaan negatiivisella napaisuudella, el ole
saavutettavissa positiivisella napaisuudella, mutta on usein mah-
dollista valita edullisempi plasman elektrodin asento plasman ulos-
tuloaukkoon verrattuna, koska pienempi etdisyys plasman elektrodin
ja kulutettavan elektrodin vdlilld ei aiheuta hdairisitd.

Keksintd kohdistuu myds hitsauspolttimeen, jolla menetelmd

toteutetaan. Hitsauspoltin k3isittai kotelon, joka on varustettu
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suuttimella, jolloin mainittu hitsauspoltin lisdksi kdsittdd ku-
lumattoman plasmaelektrodin, kotelossa sijaitsevan lankaohjaimen
kulutettavan elektrodin ohjaamiseks1l suuttimen aukon 1l3pi sekd
1liitdnndn plasmakaasun systtsd varten.

Hitsauspoltin on tunnettu kytkentdosasta, jossa on kytken-=
tdpinta, mikd sijaitsee mydtdvirtaan pdin plasmaelektrodista,
ainakin osan kytkentdpinnasta sijaitessa oleellisesti suorassa
linjassa lankaohjaimen keskiviivan kanssa.

Kytkentdosaa varten voidaan kdyttdd mitd tahansa sopivaa
osaa, edellyttden, ettd siti sopivasti jgdhdytetddn, niin ettéd
se pystyy sietdmddn virran siirtymdarvon perusteella kehittyvdn
14mmén ja kaasun plasmasta siirtyvédn 1&mmdn yhdistelmdn.

Edullisena pidetyssa suoritusmuodossa suutin on sovitettu
toimimaan kytkentdosana, jolloin 1ankachjain on jdrjestetty epd-
keskisesti suuttimen aukkoon nihden, lankaohjaimen keskiviivan
sijaitessa oleellisesti suorassa linjassa suuttimen aukon siséd-
kehdn kanssa. Tdmi suutin sopii hyvin xiytettdviksi kytkentd-
osana, koska se on yleensd erittdin hyvin jddhdytetty. T4dmdn suo-
ritusmuodon plasman ulostuloaukko saattaa olla muodoltaan pycred
tai elliptinen.

On havaittu, ettd langan ohjaimen epdsymmetrinen jdrjeste-
ly suuttimeen verrattuna ei vaikuta hitsausprosessiin. Ilmeisesti-
kin s&hkdmagneettinen kenttd hitsauslangan virtaa kuljettavan osan
suuttimen ulkopuolella jakaa kaasuplasman symmetrisesti tdmdn
esiin tydntyvdn osan ympdrille.

Vield erds etu kdytettdessd suutinta kytkentdosana muodostuu
siit4, ettd hitsausvirran systtd suuttimen kytkentdalueelle tote-
utetaan polttimen kuoriosan seindn kautta. Tisti seurauksena vir-
ran syottd hitsauslankaan ei aikaansaa mitdin tai ainoastaan hei-
kxon magneettisen kentdn vaikuttamaan kuoriosan sisipuolella, mis-
si plasmaelektrodi sijaitsee, niin ettd virran vaikutus hitsaus-
langan kautta plasman valokaaren siihen osaan, mikd polttimessa
on ldsnd, saadaan minimiinsd.

Vield erds timdn keksinndn mukainen suoritusmuoto on tunnet-
tavissa siitd, ettd suutin on sovitettu toimimaan kulumattomana
elektrodina, jolloin kytkentdosa on jarjestetty mysdtdvirtaan pdin
suuttimesta. Tdstd seurauksena sijaitsee kytkentdosa suhteellisen
13helld tydkappaletta, niin ettd virtaa kuljettava hitsauslangan

osa ja sen ulottuma on 4irimmdisen lyhyt.
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Seuraavassa tullaan kuvaamaan tdmdn keksinndn suoritusmuo-
toja yksityiskohtaisesti viitaten oheiseen piirustukseen, jossa:

kuvio 1 esittiy erdstd keksinné&n mukaista suoritusmuotoa,
sekd

ritusmuotoja.

Kuvio 1 esittiy hitsauslaitteiston 1 muodostuen se hitsausg-
polttimesta 3, missi on kulumaton plasmaelektrodi 5 ja lankaohjain
15 jérjestettyns yksi kummallekin puolelle keskiviivaa T hitsaus-
polttimen kotelossa 21. Kotelo 21 muodostuu suuttimesta 11 plas-
man ulostuloaukkoineen 13 ja liit4nndisty 23 inertin kaasun vip-
tausta A varten. Suojakaasua S voidaan SyOttdd liitdntdjen 27
kautta suojauksessa 25. Plasmaelektrodi 5, mik§ on valmistettuy
volframista kyseessi olevassa esimerkissd on asennettu kupariseen
Ditimeen 29, miti jd3hdytetdsn jddhdytysveden liit&nt8jen 31 ja
33 vdlityksellyd ja j4&hdytyssolilla (joita ei ole esitetty).
Suutin 11 ja kotelo 21 on varustettu jddhdytyssolilla (joita ei
Ole esitetty) tavanomaiseen tapaan. Elektrodin pidin 29 on lii-
tetty liitdntdnavan 35§ vdlitykselly HF generaattorin 7 kautta
toiseen kahdesta ensimmiiseny mainitun tehon sy&tén lihteen 9
kahdesta navasta, mistd toinen nNapa on yhdistetty tySkappaleeseen
W. Liit&ntdnavan 37 vdlitykselld suutin 11 on liitetty toiseen
toisena mainitun tehon sy8tén lihteen 19 navoista, mistd toinen
napa on yhdistetty tySkappaleeseen W. Pidin 29 on eristetty ko-
teloon 21 verrattuna vdlipalan 39 avulla, joka on valmistettu
Synteettisestd aineesta. Hitsauslangan 17 siirtdminen paikalleen
sijoitettavaksi toteutetaan rullien 41 avulla, joita kdytetdin
sdddettdvilly nopeudella moottorin 43 avulla. Langanohjain 15 on
jérjestetty Suuttimeen 11 verrattuna siten, etti langanohjaimen
keskiviiva Y sijaitsee oleellisesti kohdakkain tietyn pisteen
kanssa suuttimen 11 sisemm4lty kehdviivalta 45, mik& suutin ra-
joittaa plasman ulostuloaukkoa 13 siten, etty hitsauslanka 17 tu-
lee kosketuksiin suuttimen sisemmin kehdviivan u5§ kanssa, ja suu-
tin toimii kosketinosana hitsausvirran sySttdmiseksi hitsauslan-
kaan. Hitsaaminen voidaan toteuttaa kiyttden joko positiivista
tal negatiivista napaisuutta hitsauslangassa, Suuttimessa ja plas-

man elektrodissa niin kauan kuin niiden napaisuus on sama.
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Siirretyn plasman valokaari P plasmaelektrodin 5 ja tydkap-
paleen W vdlilld sytytetddn suurtaajuisen purkauksen avulla ja
sitd yll4 pidetd&n tehon sy8tdn ldhteen 9 avulla. My8hemmin hit-
sauslankaa 17 voidaan sydttd4 kun MIG valokaari M on sytytetty
hitsauslangan ja ty&kappaleen vdlille, hitsauslanka pidet&&n so-
pivassa jdnnitteessi tehon sy6tén 19 avulla.

Positiivisella napaisuudella on etuna negatiiviseen napai-
suuteen verrattuna siind, ettd hitsausprosessi on tasaisempi suu-
ren virran alueella esim. yli 225 A alueella. Etuna negatiivisesta
napaisuudesta positiiviseen napaisuuteen verrattuna on, ettd
plasman stabiilisuus taataan niin kauan, kuin sihk&purkaus hit-
sauslangasta ty&8kappaleeseen todella tapahtuu. Erds toinen etu
tietyissd tapauksissa muodostuu siitd, ettd aineksen siirtyminen
hdiritsee sulaa aineslammikkoa v&hemmin ja ettd yhdistetyn valo-
kaaren juuri sulassa lammikossa jakautuu tasaisemmin ja on silly
tdten vdhemmdn hiiritsevdd vaikutusta tdmdn hitsin pintaan.

Molempia napaisuuksia ajatellen on hitsaaminen siirtimittd-
mdlld plasman valokaarella plasmaelektrodin 5 ja suuttimen 11 vi-
1i114 vaihtoehtoisesti mahdollinen toteuttaa. Titi varten on riit-
tdvdd 1liittdd tehon sydtdn lihde 9 plasmavalokaarta varten kytkin-
navan 47 vdlitykselld suuttimeen 11 sen sijaan ettd se liitettdi-
siin tytkappaleeseen W niin, ettd mainitut kaksi tehon sydtdn ldh-
dettd 9 ja 19 ovat t&#118in kytkettynd keskendin sarjaan. Saattaa
olla edullista plasman valokaarelle, ettd se on tdysin riippumaton
tybkappaleesta. Viime mainitussa suoritusmuodossa kdyttden siirti-
mdtdéntd plasman valokaarta plasmaelektrodin ja suuttimen v&lillg
tarjoaa yksinkertainen kytkimen 49 asettaminen mukaan tySkappaleen
W ja toisen tehon syst®n lihteen 19 vilille MIG valokaarta M varten
oleellisia etuja. Kun kytkin 49 on avoinna sytytetddn plasman va-
lokaari, mitd ei ole siirretty ty8kappaleelle W plasmaelektrodin 5
ja suuttimen 11 v&liin. Kun hitsauslangan 17 sy8ttdminen alkaa,
suljetaan kytkin 49, jotta muodostettaisiin yhteys ty&Skappaleen,
virran sy&tt&lidhteen, suuttimen ja hitsauslangan vidlille, niin etti
saatetaan hitsauslanka sopivaan jidnnitteeseen tySkappaleeseen ver-
rattuna. Tdstd seurauksena plasmaelektrodi on t&118in my6s korke-
ammassa jdnnitteessi tySkappaleeseen verrattuna. Tamin seurauksena
plasman valokaari, miki alkaa pPlasmaelektrodilta 5, siirtyy suutti-
mesta 11 ty&kappaleelle W ja purkaus hitsauslangasta 17 tydkappa-
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leelle W alkaa vdlittdm&sti. Kun sitten langan sydttd lakkaa ja
kytkin 49 aukaistaan, plasman valokaari palautuu automaattisesti
siirtdmdttSmidsn tilaan pPlasmaelektrodin 5 ja suuttimen 11 vi&lille.
T4118in laite on jdlleen valmiina hitsausprosessin uutta aloitta-
mista varten niin, ett4 plasman sytyttdminen suurtaajuisen pur-
kauksen avulla ei ole endi ti11l8in tarpeen.

Kuten on esitettyni kuviossa 2 voidaan kuvatun suoritus-
muodon suutin siirtdmittSmine plasman valokaarineen plasmaelektro-
din § ja suuttimen 11 vdlilld, kulkien virta liitdnnin kytkinnavan
47 kautta, korvata sindnsi tunnettuun tapaan toisella plasmaelek-
trodilla 51 kotelossa 21, jolloin siirtdmitdn plasman valokaari
td118in yl114 pidetddn kahden plasmaelektrodin 5 ja 51 v&lillj.
Mik&1li molemmat plasmaelektrodit 5 ja 51 on valmistettu volfra-
mista, saattaa tehon sy5tdn ldhde 9 muodostua muuntajasta. Mik&li
kolmas tehon sy&t&n lahde 53 on liitettynd toiseen ndisti kahdesta
pPlasmaelektrodista sekd tySkappaleeseen W kytkimen 55 kautta saa-
daan plasman valokaaren stabiilisuus elektrodin 5 ja ty&kappaleen
W vdlill4 taattua plasman valokaaren ollessa samanaikaisesti 14s-
nd kahden plasmaelektrodin 5 ja 51 kotelossa 21 vi1illi, eiki se
joudu siirretyksi ty8kappaleelle. Tdmi johtuu siitd, ettd mikili
Plasman valokaari ty8kappaleelle sammuisi hdirién vaikutuksesta
hitsaamisen aikana, se syttyy vdlittSmdsti uudestaan termisesti
ionisoidun kaasun virtauksen vaikutuksesta, jonka plasman valo-
kaari ndiden kahden plasmaelektrodin vdlilld aikaansaa, ja mika
on riippumaton tdsti tySkappaleesta.

Normaalisti hitsaaminen toteutetaan kdyttden tasavirtaa hit-
sauslangassa samoin kuin myds plasman valokaaressa. Se suoritus-
muoto, mikd kuviossa 1 esitetdsn katkoviivoilla ja mikd muodostuu
kahdesta sarjaan kytketystd tehon sydtdn lidhteestd 9 ja 19 sekid
kytkimestd 49, voidaan tehdji yksinkertaisemmaksi ja halvemmaksi kor-
vaamalla tasasuuntaaja ensimmiisesti tehon sy6tdn ldhteestd 9 hal-
vemmalla muuntajalla 57 (kuvio 3), jolloin sitten jidrjestetdin
apuna oleva elektrodi 59 volframista suuttimen 11 sisemmdlle pin-
nalle. Lyhyen suurtaajuisen purkauksen avulla sytytetdin siirtdmi-
tdn vaihtovirtatyyppinen valokaari plasmaelektrodin 5 ja apuna ole-
van elektrodin 59 vdlille. Koska on kyseessd kaksi volframielektro-
dia, voidaan vaihtovirtavalokaari y1lld pitdd muuntajan 57 avulla
ilman suurtaajuista purkausta. Argonkaasun virtaus sybtettynd kuo-
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riosaan 21 puhalletaan valokaaren suuttimen 11 ldpi tydkappaleel-
le W. Laite on t#118in valmiina aloittamista varten plasma-MIG
prosessilla ilman té&mdn jdlkeistd suurtaajuista purkausta. Titd
tarkoitusta varten aloitetaan hitsauslangan 17 sydttdminen ja
timin langan koskettaessa suutinta, kytkin 49 suljetaan saman-
aikaisesti. Hitsauslanka 17 on tdllsin yhdistettynd suuttimen 11
vilitykselld tasavirran sybtt8ldhteen 19 positiiviseen napaan ja
negatiivinen napa on yhdistetty tyskappaleeseen W. On havaittu,
ettd suljettaessa kytkin 49, muodostuu siirretyn plasman valokaa-
ri elektrodin 5 ja tydkappaleen W vdlille ja ettd hitsauslangan
17 purkaus tdmdn sisdlld saadaan nopeasti syttymddn ja sitd voi-
daan pit&4d yll&d. Sen jélkeen kun hitsauslangan 17 tasavirtapurka-
us on sytytetty, on katodi pysyvdsti ldsnd tydkappaleella W niin,
ettd purkaus plasmaelektrodilta 5 tydkappaleelle W on aina hel-
posti sytytettdvissd positiivisen jakson-ajan kuluessa.

Negatiivisen jakson aikana plasmaelektrodilla S on plas-
man valokaari jatkuvasti ldsnd plasmaelektrodin ja suuttimen vdlilld.
On yllittdvid, ettd siirretyn plasman valokaaren aluksil tapahtuva
sytyttdminen voidaan niin helposti toteuttaa, koska katodipiste
tiytyy muodostaa tydkappaleelle. Termisesti ioniscidun kaasun lds-
nidolo siirtimittdmin plasman valokaarella ja jdnnitteen lisddnty-
minen plasman elektrodilla positiivisen jakson aikana tasavirran
sydttdlihteen 19 jdnnitteeseen verrattuna ilmeisesti riittdd tatd
tarkoitusta varten. Siitd tosiasiasta huolimatta, ettd ainoastaan
puolet plasman virtauksesta tulee tydkappaleelle, niin etta hit-
sauksen kuumentaminen on pienempdd kuin, mitd se on tasavirran
plasman valokaaren tapauksessa, on ero hitsauksen tuloksessa vain
vihdinen. Kun langan sy&ttd pddttyy ja kytkin 49 avataan, ylld pi-
detdsdn siirtdmitdn vaihtovirtatyypin plasman valokaari, missd kdyn-
nistdminen on jilleen helposti toteutettavissa.

Kaikkia n#itd piirejd on onnistuneesti kdytetty hitsaus-
kokeiden suorittamiseen, missd kiytettiin langan virtoja arvojen
50 A ja 500 A vdliltd ja plasman virtamidrig vidliltd 50A ja 300A.
Hitsauslankoja valmistettuna terdksestd, ruostumattomasta terdk-
sestd, kuparista ja alumiinista, l4pimitoiltaan valiltd 1,6 - 0,9
mm, sijoitettiin saumaan.

Kuvio U esittdi erdstd suoritusmuotoa, missd erillinen
kytkentdosa 61 liitettynd toiseen tehon sydtdn ldhteeseen 19 on

jdrjestettynd suuttimen 11 ja tySkappaleen W vidlille. Kytkentdosa
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sisd1td4 kytkent#osan 63, mikd on yhdensuuntainen langanohjaimen
15 keskiviivalle Y, jolloin kytkentdosa on jdrjestetty siten, ett4
kytkentdpinta 63 sijaitsee oleellisesti kohdakkain keskiviivan Y
kanssa. Hitsauslangan 17 jatkeosa L, toisin sanoen virtaa kuljet-
tava osa kytkentdosan ja vapaan pdin vialilty hitsauslangassa on
tdssd suoritusmuodossa Z4rimmiisen lyhyt. Kytkentdosa 61 tulisi
olla sopivasti jd&hdytetty ja on se voitu varustaa jd&hdytyssolil-
la (joita ei ole esitetty) t&tid tarkoitusta varten.

Kuvicssa 5 esitetty suoritusmuoto muodostuu kytkentdo-
sasta 71 sis#ltden se vesijddhdytteisen kuparinpitimen 75 ja volf-
ramia olevan osan 77 kytkentdpintoineen 73. Suutin 11 on liitet-
tynd ensimmdisend mainittuun tehon sydtdn ldhteeseen 9 ja se toi-
mii plasmaelektrodina, erillinen Plasmaelektrodi kotelossa 21
saadaan tdten jdtettyd pois. Suurtaajuinen generaattori ei myds-
kddn ole enij tarpeen tdssi suoritusmuodossa, koska plasman va-
lokaari saadaan spontaanisesti sytytettyd sen MIG valokaaren a-
vulla, mikd on sytytettivisss saattamalla hitsauslanka kosketuk-
siin tydkappaleen kanssa.
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Patenttivaatimukset

1. Menetelmi termisesti ionisoidussa kaasussa hitsaamiseksi,
miss¥ plasmakaarta yll# pidetddn kaasuvirrassa kulumattoman plas-
maelektrodin (5) ja toisen elektrodin vdlissd ja plasmakaaren ke-
hittimi kaasuplasma ohjataan suuttimen (11) l4pi, jolloin kulu-
tettavaa elektrodia (17) sydtetd#n jatkuvasti kaasuplasmaan ja
suuttimen 1lipi ty®8kappaleen (W) suunnassa ja jolloin MIG-valo-
kaarta ylld pidetddn kulutettavan elektrodin (17) ja tybkappaleen
(W) vilissi, tunne t tu siitd, etti virta MIG-valokaarta
varten sybtet#din kulutettavaan elektrodiin (17) kytkent&kohdassa,
joka sijaitsee kaasuplasman sisdssd.

2. Hitsauspoltin patenttivaatimuksen 1 mukaisen menetelmdn
toteuttamiseksi k#sittden kotelon (21), joka on varustettu suutti-
mella (11), jolloin mainittu hitsauspoltin lis&ksi kdsittdsd kulu-
mattoman plasmaelektrodin (5), kotelossa sijaitsevan lankaohjai-
men (15) kulutettavan elektrodin (17) ohjaamiseksi suuttimen aukon
14pi sekd liit#nn#n (23) plasmakaasun sybttdd varten, t unn e t-
t u kytkentiosasta (11, 61, 71), jossa on kytkentdpinta (45, 63,
73), mik4 sijaitsee myStdvirtaan pdin plasmaelektrodista (5), ai-
nakin osan kytkentdpinnasta sijaitessa oleellisesti suorassa lin-
jassa lankaohjaimen (15) keskiviivan (Y) kanssa.

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen hitsauspoltin, tun n e t-
t u siitd, ettd suutin (11) on sovitettu toimimaan kytkentdosa-
na, jolloin lankaohjain (15) on jérjestetty epikeskisesti suutti-
men aukkoon (13) nihden, lankaohjaimen (15) keskiviivan (Y) sijai-
tessa oleellisesti suorassa linjassa suuttimen aukon (13) sisa-
kehdn (45) kanssa.

4. Patenttivaatimuksen 2 mukainen hitsauspoltin, t unn e t-
t u siiti#, etti suutin (11) on sovitettu toimimaan kulumattomana
elektrodina, jolloin kytkentdosa (71) on jérjestetty mydtdvirtaan
pdin suuttimesta (11).
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Patentkrav

1. Férfarande f&r svetsning i en termiskt joniserad gas,
varvid en plasmabdge uppritthills mellan en i gasstrSmmen icke-
smdltbar plasmaelektrod (5) och en andra elektrod och en av plas-
mabagen alstrad gasplasma f&rs genom ett munstycke (11), varvid
en smdltbar elektrod (17) inmatas kontinuerligt i gasplasman och
genom munstycket i arbetsstyckets (W) riktning och varvid en MIG-~
ljusbdge uppr&tthdlls mellan den smiltbara elektroden (17) och
arbetsstycket (W), k 4 nnetecknat ddrav, att strdmmen
f6r MIG-ljusbdgen inmatas i den smiltbara elektroden (17) vid
en kontaktpunkt, som befinner sig inne i gasplasman.

2. Svetsbrédnnare f&r utfdrande av f&rfarandet enligt patent-
kravet 1, omfattande ett, med ett munstycke (11) férsett hdlje (21),
varvid nd&mnda svetsbrinnare ytterligare omfattar en icke-snilt-
bar plasmaelektrod (5), en i h8ljet beldgen tr&dfdrare (15) for
mandvrering av den smiltbara elektroden (17) genom en Sppning
i munstycket samt en anslutning (23) £8r matning av plasmagas,
kdnnetecknad av en kontaktdel (11, 61, 71), som upp-
visar en kontaktyta (45, 63, 73), som 4r beldgen nedstréms plasma-
elektroden (5), medan atminstone en del av kontaktytan befinner
sig i huvudsak i linje med tr&dférarens (15) mittlinje (vy).

3. Svetsbrinnare enligt patentkravet 2, k Snneteck -

n a d d&drav, att munstycket (11) anordnats att verka sisom kon-
taktdel, varvid trddfdraren (15) anordnats excentriskt i férhallande
till en &ppning (13) i munstycket, medan tradf8rarens (15) mitt-
linje (y) ligger i huvudsak i linje med den inre periferin (45) av
dppningen (13) i munstycket.

4. Svetsbrénnare enligt patentkravet 2, k & nne tec k nad
ddrav, att munstycket (11) anordnats att verka s&som en icke-smilt-
bar elektrod, varvid kontaktdelen (71) anordnats nedstréms munstycket
(11).

Viitejulkaisuja-Anférda publikationer
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